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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestelit 

@ Verfahren und Vorrichtung zur chemischen Behandlung von Substraten 

@ Bei einem Verfahren zur chemischen Behandlung von 
Substraten, bei dem wanigstens ein Substrat nacheinander 
einer chemischen Behandlung, einem Spulvorgang und 
einem Trocknungsvorgang unterzogen wird bzw. bei einer 
Vorrichtung zu oben beschriebener chemischen Behandlung 
ergibt sich eine Rationalisierung des Prozeftablaufs, insbe- 
sondere ein geringerer Platzbedarf, eine geringere Verunrei- 
nigung der Substrate und schlie&lich die Mdglichkert auf 
eine Kassette oder ahnJiches zur Kafterung der Substrate zu 
verzichten, dadurch, daS die chemische Behandlung und der 
Spulvorgang in demsetben Becken stattfinden. 
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Beschreibung in bzw. aus dem Becken zu verzichten. 

Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch 
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur chemischen geldst, dafi die cbemische Behandlung und der Spfllvor- 
Behandlung von Substraten, bei d m wenigstens in gang in demseiben Beck n stattfinden. 
Substrat nacheinander einer chemischen Behandlung, 5 . Vorteilhafterweise wird die chemische Behandlung 
einem Spfllyorgang und einem Trocknungsvorgang un- und der SpuJvorgang in demseiben Becken dadurch rea- 
terzogen wird bzw. eine Vorrichtung zur oben beschrie- lisiert, dafi in Fluid zur chemischen Behandlung durch 
benen chemischen Behandlung. ein weit res derartiges Fluid ergfinzt bzw. (teilweise) 

Heutzutage weist eine automatische Nafibank eine ersetzt und/oder durch ein Spfllfluid ersetzt wird Be- 
Reihe von Becken oder Tanks fur eine Abfolge chemi- to vorzugterweise wird in einem sequentiellen chemischen 
scher Nafiprozesse auf. Nach Abschlufi einer gewissen ProzeB vor dem Ersetzen des Fluids zur chemischen 
chemischen ProzeBfolge wird ein Substrat, zum Beispiel Behandlung durch ein weiteres derartiges Fluid zu- 
ein Siliziumwafer, in ein separates Spttl- bzw. Rinsebek- nachst ein Spfllfluid eingeleitet und das Substrat bzw. 
ken, getaucht und anschlieBend getrocknet die Substrate aus dem Becken entfernt und dabei gieich- 

Das Trocknen eines Substrats kann beispielsweise 15 zeitig getrocknet AnschlieBend wird das Spfllfluid 
mittels einer Zentrifuge erfolgen, aber auch wahrend durch ein weiteres Fluid zur chemischen Behandlung 
des langsamen Herausfahrens des Substrats aus dem ersetzt und das Substrat wieder in das Becken eingefah- 
Spfllbecken. ren. 

Aus der EP-0 385 536 ist der sogenannte "Marangoni- In einem bevorzugten Ausffihrungsbeispiel der Erfin- 
Trockner" bekannt Bei dem in diesem Patent beschrie- 20 dung geschieht der Trocknungsvorgang wahrend des 
benen Verfahren wird zusStzlich zum langsamen Her- Entfemens des Substrats aus dem Spulfluid. Dies bein- 
ausfahren des Substrats aus einem Bad ein Dampf auf haltet gewShnlicherweise ein sehr langsames Heraus- 
das Substrat angewendet, wobei der Dampf nicht auf fahren des Substrats aus dem Spfllfluid. 
dem Substrat kondensiert, aber in die Flflssigkeit diffun- Urn diesen Vorgang effizient zu machen, wird vorteil- 
diert. Am Flfissigkeits-Meniskus auf der Substratober- 25 hafterweise ein Dampf auf das Substrat angewendet, 
flache entsteht ein Konzentrationsgradient und damit der nicht auf dem Substrat kondensiert und sichmit dem 
ein Oberfltchenspannungsgradient Dieser Gradient er- Spulfluid mischt Vorzugsweise besitzt das Gemisch ei- 
zeugt eine Flussigkeitsbewegung vom Substrat weg in ne geringere Oberflachenspannung als das Spfllfluid, 
die Flflssigkeit (Marangoni-Effekt) und bewirkt ein was bedeutet, dafi es eine Kraft gibt, die das auf dem 
rflckstandsfreies Trocknen des Substrats. 30 Substrat haftende Spulfluid in das Becken zurflckdrSngL 

Aus dem US-Patent 4,722,752 ist eine Vorrichtung Das Ersetzen des Fluids zur chemischen Behandlung 
und ein Verfahren bekannt, urn Wafer zu spfllen und zu durch das Spulfluid geschieht in einem bevorzugten 
trocknen, wobei sich die Wafer in einer Kassette befin- Ausfuhrungsbeispiel durch Verdrangen, Ein Ableiten 
den. Die Wafer werden getrennt von den Kassetten z. B. des Fluids zur chemischen Behandlung und ein an- 
langsam aus dem Spfllbecken entfernt und anschlieBend 35 schliefiendes Zuieiten des Spfllfluids hatte eine Ausset- 
in die ebenfalls langsam herausgefahrenen, getrockne- rung des Substrats einer erhdhten Partikelkontamina- 
ten Kassetten eingesetzt don in der Luft zur Folge. Das Verdrangen des einen 

Die beschriebenen Vorrichtungen bzw. Verfahren Fluids durch das andere, z. R das Spfllfluid hat zum Vor- 
weisen folgende Nachteile auf: Das Spfllbecken ist in teil, dafi das Substrat keine Phasengrenze durchdringen 
jedem Fall ein von den restlichen Prozefibecken abge- 40 muB und der Luft nicht ausgesetzt wird Selbstverstand- 
trenntes Becken und dient ausschliefilich zum Spfllen lich k6nnen auch mehrere Fluids zur chemischen Be- 
der Substrate. Ein eigenes Spfllbecken bedeutet aber handlung vor dem Spiilvorgang durch Verdrangen ein- 
eirien erhdhten Raum- bzw. Platzbedarf. Aufierdem ander ersetzen. Insbesondere im Zusammenhang mit 
mufi das Substrat vor dem Spulschritt durch die Ober- dem Ersetzen eines Fluids zur chemischen Behandlung 
flache eines Fluids fur die chemische Behandlung an die 45 durch ein weiteres derartiges Fluid, kann das Ersetzen 
Luft und danach wieder in das Spulfluid, was bekannter- auch ein teihweises Ersetzen, also ein Mischen beinhal- 
weise nachteilige Folgen fur die Partikelkontamination ten. 

des Substrats haben kann. Dies trifft besonders auf hy- Bevorzugterweise wird das Spfllfluid in das Becken 
drophobe Oberfiachen (zum Beispiel nach HF-Behand- eingeleitet und gleichzeitig das Gemisch aus Fluid zur 
lung) zu. Ebenfalls kann das Einsetzen bzw. Herausneh- 50 chemischen Behandlung und dem Fluid abgeleitet 
men yon Substraten in bzw. aus verschiedenen Becken Das Einleiten des Spfllfluids und das Ableiten des 
fflr die chemische Behandlung bzw. den Spulschritt ei- Fluids zur chemischen Behandlung erfolgt vorzugsweise 
nen erhdhten Zeitaufwahd bedeuten. Ebenfalls ist bei an verschiedenen Stellen des Beckens, Dadurch wird 
den bekannten Vorrichtungen bzw. Verfahren immer beispielsweise das Ersetzen des einen Fluids durch das 
eine Kassette (carrier) zur Handhabung der Substrate 55 andere zeitlich optimiert 

erforderlich. Das Einleiten des Spfllfluids geschieht bevorzugter- 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein weise vom Boden des Beckens aus, wahrend das Ablei- 
Verfahren zur chemischen Nafibehandlung bzw. eine ten des Gemisches durch Oberlaufen erfolgt Fflr das 
Vorrichtung fur dieses Verfahren anzugeben bzw. zu Ableiten ist somit keine zusatzliche Pumpeinrichtung 
schaffen, das den Prozefiablauf in einer automatischen 60 notig. Durch das Einleiten vom Beckengrund, d. h. weit 
NaBbank rationalisiert d. h. Zeit und Raumbedarf ein- entfernt vom Ort des Ableitens, wird mdglichst wenig 
spart. Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht dar- von dem eingeleiteten Spulfluid abgeleitet Ebenfalls in 
in, die Verunreinigung der Substrate wahrend einer der- Hinblick auf die Erdanziehuiig kann dies, evtL mit zu- 
artigen Abfolge von chemischen NaBprozessen mdg- satzlichen Temperaturgradienten, vorteilhaft sein. Dies 
Hchst gering zu halten. SchlieBiich ist eine weitere Auf- 65 ist okonomisch vorteilhaft und zeitsparend. 
gabe der Erfindung die Mdglichkeit, auf eine Kassette In einem bevorzugt n Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
o. a. zur Halterung der Substrate bzw. im Zusammen- dung ist das Fluid zur chemischen Behandlung verdunn- 
hang mit dem Einsetzen bzw. Ausfahren der Substrate te Flufisaure. Eine Behandlung in verdflnnter FlufisSure 



DE 44 13 

3 

(HF) dient dazu, die Oxidschicht auf einer Substratober- 
fiache zu entfernen und eine far manche Folgeprozesse 
notwendige hydrophobe, WasserstofT-passivierte Ober- 
flachezuerhahen. 

In inem weiteren bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel 5 
der Erfindung ist das Fluid zur chemisch n Behandlung 
Ozon. Eine Behandlung mit Ozon wird dann durchge- 
fuhrt, wenn beabsichtigt wird, auf iner, zum Beispiel 
aus Reinigungsgrunden mit HF behandelten (hydropho- 
ben) Substratoberflache wieder ein chemisches Oxid 10 
aufwachsen zu lassen und somit eine hydrophile Ober- 
fUtche zu erzeugen. 

Die gesteUte Aufgabe wird ferner erfindungsgem&B 
dadurch geldst, daB bei einem Verfahren zum Ein- und/ 
oder Herausfahren von wenigstens einem Substrat in 15 
bzw. aus einem Becken, das Substrat im Becken durch 
eine Aufnahmevorrichtung gehaJten und ein- und/oder 
herausgefahren wird. 

Ein Vorteil der Erfindung besteht darin, daB auf eine 
{Cassette als Halter fur die Substrate bzw. zum Ein- bzw. 20 
Ausfahren der Substrate verzichtet werden kann. Das 
erfindungsgemafle Verfahren kommt somit ohne Car- 
rier aus. Dadurch werden die bekannten Nachteile eines 
Carriers im Zusammenhang mit einem Trocknungs- 
schritt (kein Trocknen an den BerOhrungsstellen Car- 25 
rier-Substrat) vermieden. Die erfindungsgemafie Auf- 
nahmevorrichtung ist kein Carrier sondera ledigiich ei- 
ne ein- und ausfahrbare Auflage fur ein oder mehrere 
Substrate). Eine carrierlose Trocknung span nicht nur 
den Schritt des Trocknens eines Carriers ein, sondern 30 
reduziert hinsichtlich des SpOlvorgangs, die Spfllzeit 
aber auch den Verbrauch an SpOlfluid Ebenf alls wird 
des Verschleppen von Chemikalien in den Trockner 
durch die carrierlose ProzeBf Ohrung veningert 

Vorteilhaf terweise besteht die Aufnahmevorrichtung 35 
aus einer zweiteiligen Auflagevorrichtung und einem 
getrennt vertikal bewegbaren Messer. 

Bevorzugterweise fahrt die Aufnahmevorrichtung 
das Substrat so weit aus dem Becken heraus, daB es von 
FOhrungen, die an den gegenOberliegenden Innenseiten 40 
einer Haube angebracht sind, gefQhrt bzw. gehalten 
wird 

In einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel sind be- 
wegliche Halterungen vorgesehen, die die Substrate 
nach dem Herausfahren aus dem Becken in ihre Lage 45 
Ober dem Becken in trockenem Zustand halten. Die be- 
weglichen Halterungen unterhalb bzw. in der Haube 
sind derart ausgebildet, daB, falls die Substrate von den 
bewegltchen Halterungen gehalten werden, die Haube 
ohne weiteres gedffhet bzw. geschlossen werden kann, 50 
ohne die Lage der Substrate zu verandera Die bewegli- 
chen Halterungen sind immer trocken und haben nur 
mit den bereits getrockneten Substraten Kontakt 

Vorteilhafterweise sieht das erfindungsgemaBe Ver- 
fahren eine Unterstatzung des SpOl- bzw. Reinigungs- 55 
schritts durch Ultra- bzw. Megaschall vor. Vorteilhafter- 
weise sind dazu an dem Becken Piezoelemente vorgese- 
hen, um Schallwellen zur Reinigung der Substrate zu 
erzeugen. Ein soiches "Megasonicf-System ist in diesem 
Zusammenhang besonders vorteilhaft, da die Partikel- go 
kontamination der Substrate in dem erfindungsgema- 
Ben Verfahren auf ein Minimum reduziert wird. Somit 
wird eine extrem grundliche Reinigung der Substrate 
erzielt 

Die gestellte Aufgabe wird ebenfalls erfindungsge- 65 
maB dadurch geldst, daB die Vorrichtung zur chemi- 
schen Behandlung folgendes aufweist: 



077 Al 

4 

— eine Einleitv rrichtung fur ein Fluid in das Bek- 
ken; 

— eine Ableitvorrichtung fur ein Fluid aus dem 
Becken; 

— eine Aufnahmevorrichtung fOr das Substrat 

Bevorzugterweise ist zusatzlich zu dem (inneren) 
Becken an seine AuBenseite ein auBeres Becken vorge- 
sehen, das beispielsweise als Sicherheitsreservoir dient 
Zur Ausrichtung des Beckens im Hinblick auf ein 
gleichmaBiges Oberlaufen des zu ersetzenden Fluids 
sind vorteilhafterweise Nivellierungsschrauben vorge- 
sehen. 

Vorteilhafterweise ist als Einleitvorrichtung ein Diffu- 
sor, vorzugsweise am Beckengrund, vorgesehea Dies ist 
zum Beispiel fur das oben erwahnte Ozon (O3) sinnvolL 
Im Falle einer Fhlssigkeit, wie zum Beispiel verdQnn- 
ter FluBsaure ist eine Pumpe in Kombination mit einem 
Einleitraechanismus, ebenfalls vorzugsweise am Bek- 
kengrund, vorteilhaft 

In einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel befindet 
sich eine Haube aber dem Becken, um das Becken bzw. 
auch das getrocknete Substrat vor Partikelkontamina- 
tion zu schatzen und um far eine dichte Dampfatmo- 
sphare in dem Bereich oberhalb des Beckens zu sorgen. 
Zur Einleitung des Dampf es weist die Haube einen inte- 
grierten Diffusor, d h. eine in die Haube integrierte per- 
forierte Diffusorplatte, auf fOr die Zufuhr bzw. Vertei- 
lung eines IPA(IsopropylalkohoiyN2-Gemisches. Auf 
diese Weise wird eine homogene und fur alle Substrate 
gleiche Dampfatmosphare in der ProzeBkammer er- 
zeugt, somit sind die ProzeBbedingungen fur jeden Wa- 
fer dieselben. Die Mischung des IPA mit dem Stickstoff 
erfolgt in einer Gaswaschflasche (bubbler). 

Bevorzugterweise wird das Substrat im Becken mit- 
tels einer Aufnahmevorrichtung gehalten, die aus einem 
messerformigen Teil, dem sogenannten Messer, und 
z.B. zwei Auflagevorrichtungen besteht Das Messer 
und die Auflagevorrichtungen sind jeweils relativ zuein- 
ander bewegbar und das Messer ist vorteilhafterweise 
zwischen den beiden Auflagevorrichtungen angeordnet 
Die Auflagen sind im Becken vorgesehen, wahrend das 
Messer auch aus der FlOssigkeit auftauchen kann. 

In einem bevorzugten AusfOhrungsbeispiel der Erfin- 
dung weist die Haube Ober dem Becken eine FOhrung 
fur das Substrat auf. Diese ist bevorzugterweise auf der 
Innenseite der Haube an zwei gegenuberliegenden Sei- 
ten befestigt In dieser FOhrung kann ein Substrat, wie 
z. R ein Siliziumwaf er, gefOhrt bzw. gehalten werden. 

Die FOhrung ist an gegenuberliegenden Seiten der 
Haube befestigt Sie besitzt eine rillenformige Form zur 
Aufnahme von mehreren Substraten. Dadurch kann auf 
eine Kassette zur Halterung der Substrat verzichtet 
werden. 

Bevorzugterweise ist die FOhrung in der Haube zwei- 
teilig ausgefOhn, wobei mindestens eine Kante der Auf- 
nahme abgeschragt ist um das Aufnehmen des Sub- 
strats zu erleichtern. 

Bevorzugterweise besitzt mindestens ein Teil der 
FOhrung eine abgeschragte Kante, zur leichteren Auf- 
nahme der Substrate. Ebenso vereinfacht sich dadurch 
das Off nen bzw. SchlieBen der Haube. 

In einem bevorzugten AusfOhrungsbeispiel der Erfin- 
dung sind bewegliche Halterungen vorgesehen, die un- 
terhalb der Haube und oberhalb des Beckens Ober das 
Becken von auBen eingefahren werden kdnnen, und ei- 
ne kreisabschnittsformige Vertiefung aufweisen. Die be- 
weglichen Halterungen kdnnen ebenso wie die Aufnah- 
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me in der Haube und auch wie das Ensemble aus Messer 
und den beiden Auflagevorrichtungen im Becken das 
Substrat alleine halten. Ruht das Substrat auf den kreis- 
abschni ttsf 6rmigen Vertiefungen der beweglichen Hal- 
terungen und wird es v n der Aumahme in der Haube 5 
fixiert, so kann die Haube ohne Mitffihrung der Substra- 
te gedffnet werden. Die Substrate werden dann allein 
von den beweglichen Halterungen gehalten bis der An- 
lagenhandler sie zur weiteren Verarbehung davon ent- 
fernt 10 

Die Erfindung sowie weitere Ausgestaltungen und 
Vorteile derselben wird bzw. werden nachfolgend an- 
hand von Ausffihrungsbeispielen unter Bezugnahme auf 
die Figuren erlflutert In der Zeichnung zeigt 

Fig. 1 eine Querschnittsansicht einer erfindungsge- 15 
m&Ben Vorrichtung; 

Fig. 2 einen ersten Schritt in einem erfindungsgema- 
Ben ProzeBfluB; 

Fig. 3 einen zweiten Schritt in einem erfindungsgema- 
Ben ProzeBfluB; 20 

Fig. 4 einen dritten Schritt in einem erfindungsgema- 
Ben ProzeBfluB; 

Fig. 5 einen vierten Schritt in einem erfuidungsgemS- 
fien ProzeBfluB; 

Fig. 6 einen funften Schritt in einem erftndungsgema- 25 
Ben ProzeBfluB; 

Fig. 7 einen sechsten Schritt in einem erfindungsge- 
maBen ProzeBfluB; 

Fig. 8 einen siebten Schritt in einem erflndungsgemS- 
Ben ProzeBfluB; 30 

Fig. 9 einen achten Schritt in einem erfindungsgema- 
Ben ProzeBfluB. 

Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung zur chemischen NaBbe- 
handlung 1 von Substraten, insbesondere von einem 
Wafer 2. Die Vorrichtung 1 besteht aus einem auBeren 35 
Becken 5 und einem inneren Becken 10. Das &uBere 
Becken 5 weist eine SuBere ringfdrmige Kammer 6 und 
eine innere ringfdrmige Kammer 7 auf. Oberhalb des 
inneren Beckens 10 ist eine Haube 12 mit einem Off- 
nungsmechanismus 13 zur Abdeckung des inneren Bek- 40 
kens 10 angeordnet Die Haube 12 weist einen von einer 
Diffusorplatte 14 begrenzten Raum auf, in den beispiels- 
weise ein IPA/N2-Gemisch eingeleitet werden kann. 
Das innere Becken 10 besteht aus einem Schmalzylinder 
18 am unteren Ende des inneren Beckens 10. Ein kegel- 45 
stumpffdrmiger Zwischenabschnitt 20 erweitert den 
Durchmesser des inneren Beckens 10 zu einem breiten 
Zylinder 19. Am oberen Rand des Inneren Beckens 10 ist 
der Rand als schrage AuBenkante 23 ausgebildet Dies 
verbessert die Eigenschaften des oberen Randes des 50 
inneren Beckens 10 hinsichtlich des Oberlaufens einer 
Flfissigkeit Mittels Nivellierungsschrauben 4, die das 
innere Becken 10 an dem SuBeren Becken 5 befestigen, 
und die in der Kammer 6 des auBeren Becken angeord- 
net sind, kann das innere Becken 10 ausgerichtet wer- 55 
den, um beispielsweise ein gleichmaJ3iges Oberlaufen 
des Spulfluids fiber die gesamte Beckenlange zu garan- 
tieren. Das innere Becken 10 weist an seinem Boden 11 
zwei ubereinander angeordnete Einleitvorrichtungen, 
namlich einen Diffusor 25 und einen Einleitmechanis- go 
mus 26 auf. Der Diffusor 25 ist oberhalb des Einleitme- 
chanismus 26 angeordnet Der Diffusor 25 steht fiber 
eine Zuleitung 30 mit einem FluidbehSlter 35 in Verbin- 
dung, der vorzugsweise Ozon (O3) enthalt In der Zeich- 
nung ist die Strdmungsrichtung des Ozons durch einen 65 
Pfeil dargestellt Der Einleitmechanismus 26 steht fiber 
eine Zuleitung 31 mit einer Pumpe 36 in Verbindung. 
Die Pumpe 36 pumpt fakultativ aus dem Fluidreservoir 



37 bzw. 38 fiber di Leitungen 39 bzw. 40 ein Fluid zur 
chemischen Behandhing fur den Wafer 2, wie zum Bei- 
spiel verdfinnte FluBsaure. In der Fig. 1 st Dt ein Pf il 
di Richtung des Flusses des gepumpten Fluids in der 
Zuleitung 31 dar. Ebenfalls befinden sich im inneren 
Becken 10 rechte und link Auflagevorrichtungen 43 
bzw. 44, die in zwei Halterungen 46 bzw. 47 fixiert sind, 
die parallel in der Hdh im inneren Becken 10 verstellt 
werden kdnnen. Die rechten und linken Auflagevorrich- 
tungen 43, 44 weisen einen kreisfdrmigen Ausschnitt 60 
bzw. 61 auf zur Aumahme des Wafers 2 In der Mine 
zwischen den beiden Auflagevorrichtungen 43, 44 befin- 
det sich ein sogenanntes Messer 42, d. h. ein langge* 
strecktes Element mit einer spitzen Kante. Das Messer 
42 ist beispielsweise aus Quarzglas gefertigt und unab- 
hangig von den rechten und linken Auflagevorrichtun- 
gen 43 bzw. 44 in der Hdhe bewegbar. In Fig. 1 erkennt 
man, daB das Messer 42 den Wafer 2 aus dem inneren 
Becken 10 angehoben hat und der Wafer 2 von einer 
Halterung 51 oberhalb des inneren Beckens 10 in der 
Haube 12 gehalten wird. Die Ffihrung oder Waferauf- 
nahme 51 weist analog den Auflagevorrichtungen 43, 44 
eine RQlenform auf, um gleichzeitig eine Vielzahl von 
Wafern ohne eine Kassette zu handhaben. Zum leichte- 
ren Einsetzen des Wafers 2 in die Ffihrung 51 ist eine 
Innenkante 52 der Ffihrung 51 abgeschragt Der bzw. 
die Wafer 2 wird bzw. werden von der Ffihrung 51 ge- 
halten bzw. gefuhrt Das SuBere Becken 5 wird von einer 
Abdeckung 8, die eine Offnung 9 aufweist, nach oben 
abgeschlossen. Das SuBere Becken 5, das als Sicher- 
heitsreservoir diem, besteht aus einem Schmalzylinder 
48, der fiber einen Zwischenabschnitt 50, der als Scheibe 
mit einer zentralen kreisfdrmigen Offnung ausgebildet 
ist, mit einem brehen Zylinder 49 verbunden ist Der 
breite Zylinder 49 bildet die Aufienseite der inneren 
ringfdrmigen Kammer 7 bzw. die Innenseite der aufie- 
ren ringfdrmigen Kammer 6, aus der das fibergelaufene 
Fluid durch die Offnung 9 abgeleitet bzw. abgepumpt 
werden kann. 

In Fig. 2 erkennt man den ersten Schritt eines Pro- 
zefiflusses, der in den Fig. 2 bis 9 dargestellt ist In Fig. 2 
erkennt man, daB ein Waferpaket, dargestellt durch den 
einen Wafer 2 von einem Anlagenhandler 90 der Vor- 
richtung zugeffihrt wird. Die Haube 12, die mit der Wa- 
feraufhahme 51 verbunden ist, wurde fiber den automa- 
tischen Zylinder 15 gedffnet Das Messer 42 und die 
rechten und linken Auflagevorrichtungen 43 bzw. 44 
sind bereit, den Wafer 2 aufzunehmen. Dazu befindet 
sich das Messer 42 etwas abgesenkt gegenfiber den Auf- 
lagevorrichtungung 43, 44, so daB die Spitze des Mes- 
sers 42 auf einer Kreislinie mit den kreisfdrmigen Aus- 
schnitten 60 bzw. 6i liegt auf der spater der Wafer 2 
aufliegt 

In Fig. 3 ist nun das Absetzen eines Wafers 2 in das 
innere Becken 10, das zum Beispiel mit HF geffillt ist, 
dargestellt 

In Fig. 4 erkennt man, daB die Haube 12 fiber dem 
inneren Becken 10 geschlossen wird und der Wafer 2 in 
dem inneren Becken 10 abgesenkt wird, in eine untere 
Position etwa bis zum Zwischenabschnitt 20, wobei das 
Messer 42 und die rechten und linken Auflagevorrich- 
tungen 43 bzw. 44 mit gleicher Geschwindigkeit nach 
unten fahren. 

In Fig. 5 ist der Trocknungsschritt des Wafers 2 dar- 
gestellt d. h. das Ausheben des Wafers 2 aus dem inne- 
ren Becken 10. Erfmdungsgem&B wird zwischen den in 
Fig. 4 und 5 dargestellt n Schritten das chemische Fluid 
HF durch ein anderes Fluid ersetzt wobei zuletzt vor- 
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zugsweise ein SpOlfluid eingeleitet wird Vorzugsweise 
wird oberhalb des inneren Beckens 10 ein Dampf auf 
den Wafer angewendet, der nicht auf dem Wafer 2 kon- 
densiert und wobei die Mischung zwischen SpOlfluid 
und Dampf eine geringere Oberflachenspannung als das 5 . 
Spalfluid alleine besitzt Zu diesem Zweck ist die Haube 
12 immer noch geschlossen. Vorzugsweise fahrt das 
Messer 42 mit einer konstanten Geschwindigkeit nach 
oben, die beiden Auflagevorrichtungen 43 und 44 aber 
nurmithaiber Geschwindigkeit, weshalb sie zurOckblei- jo 

In Fig. 6 ist das Stehenbleiben der Auflagevorrich- 
tung 43 und 44 dargestellt; ein weiteres Ausheben des 
Wafers 2 geschieht nur durch das Messer 42 Man er- 
kennt daB der Wafer 2 vor dem alleinigen Ausheben 15 
durch das Messer 42 noch in Kontakt mit dem SpOlfluid 
im inneren Becken 10 steht 

In Fig* 7 ist das Ende des Trocknungsvorgangs darge- 
stellt, d h. der Wafer 2 ist vollstandig aus dem inneren 
Becken 10 herausgehoben und wird von dem Messer 42 20 
und der Halterung 51 gehalten. 

In Fig. 8 erkennt man, daB vor dem Ofmen der Haube 
12 bewegliche Halterungen 70 und 71 in den Raum fiber 
dem inneren Becken 10 eingefahren werden, urn den 
Wafer 2 wahrend bzw. nach dem Offnen der Haube 12, 25 
d h. dem Entfernen der Halterung 51, von unten in sei- 
ner Position zu halten. Die Halterung des Wafers 2 kann 
alleine durch die bewegliche Halterungen 70 und 71 
be wirkt werden, d h. das Messer 42, die Auflagevorrich- 
tungen 43, 44 und die Waferaufnahme 51 werden nicht 30 
zur weiteren Halterung des Wafers 2 bendtigt Die be- 
weglichen Halterungen 70, 71 weisen kreisabscbnitts- 
f6rmige Einschnitte auf, urn den Wafer 2 in seiner Lage 
zu halten. Ebenfalls ist in Fig. 8 erkennbar, daB das Mes- 
ser 42 wieder in das innere Becken 10 eintaucht, und 35 
zwar in seine Ausgangsposition (vergleiche Fig. 2) un- 
terhalb der rechten und linken Auflagevorrichtungen 43 
und 44. 

In Fig. 9 wird nun die Haube 12 gedffnet und der 
Anlagenhandler 90 entfernt den Wafer 2 aus der Vor- 40 
richtung 1 zur weiteren Verarbeitung. Die Fig. 2— 9 
stellen so mit einen zyklischen Prozefl dar. 

Die Erfindung wurde anhand bevorzugter Ausfuh- 
rungsbeispiele erlautert Dem Fachmann sind jedoch 
zahlreiche Abwandlungen bzw. Ausgestaltungen m6g- 45 
lich, ohne daB der Erfmdungsgedanke verlassen wird 

Paten tanspriiche 

1. Verfahren zur chemischen Behandlung von Sub- 50 
straten (2), bei dem wenigstens ein Substrat (2) 
nacheinander einer chemischen Behandlung, einem 
SpOlvorgang und einem Trocknungsvorgang unter- 
zogen wird, dadurch gekennzeichnet, daB die che- 
mische Behandlung und der SpOlvorgang in dem- 55 
selben Becken (10) stattfinden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Fluid zur chemischen Behandlung 
im Becken (10) durch ein weiteres derartiges Fluid 
und/oder durch ein SpOlfluid ersetzt bzw. teilweise 60 
ersetzt wird 

3. Verfahren nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Trocknungsvorgang wah- 
rend des Entfernens des Substrats (2) aus dem SpOl- 
fluid geschieht. 65 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprfiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Trock- 
nungsvorgang durch langsames Herausfahren des 
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Substrats aus dem Becken (10) und durch Anwen- 
den eines Dampfes, der nicht auf dem Substrat (2) 
kondensiert und in das SpOlfluid diffundiert, ge- 
schieht. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Gemisch aus dem Dampf und 
dem SpOlfluid eine geringere Oberflachenspan- 
nung als das SpOlfluid besitzt 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet, daB das Ersetzen 
des Fluids zur chemischen Behandlung durch das 
weitere derartige Fluid und/oder das SpOlfluid 
durch Verdrangen geschieht 
7.. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprflche, dadurch gekennzeichnet, daB das SpOlfluid 
in das Becken (10) eingeleitet wird und das Ge- 
misch aus Fluids zur chemischen Behandlung bzw. 
aus Fluid zur chemischen Behandlung und SpOlfluid 
gleichzeitig abgeleitet wird 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Einleiten des weiteren Fluids bzw. 
des Spfllfluids und das Ableiten des Fluids zur che- 
mischen Behandlung an verschiedenen Stellen des 
Beckens (10) erfolgt 

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Einleiten des weiteren Fluids 
bzw. des SpOlfluids vom Boden des Beckens (10) 
erfolgt 

10. Verfahren nach einem der AnsprOche 7 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Ableiten des Ge- 
misch es durch Oberlauf en erfolgt 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet, daB das Fluid zur 
chemischen Behandlung verdQnnte FluBsaure ist 

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet, daB das Fluid zur 
chemischen Behandlung Ozon ist 

13. Verfahren zum Ein- und/oder Herausfahren von 
wenigstens einem Substrat (2) in bzw. aus einem 
Becken (10), dadurch gekennzeichnet, daB das Sub- 
strat (2) im Becken (10) durch eine Aufnahmevor- 
richtung (42, 43, 44) gehalten, ein- und/oder ausge- 
fahrenwiid 

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Aufhah- 
mevorrichtung ein Messer (42) und Auflagevorrich- 
tungen (43,44) aufweist 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet, daB das Messer 
(42) und die Auflagevorrichtungen (43, 44) das Sub- 
strat so weit herausfahren, daB es von FOhrungen 
(51) in einer Haube (12) gehalten wird 

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet daB bewegliche 
Halterungen (70, 71) nach dem Herausfahren der 
Substrate (2) unter diese bewegbar sind und sie in 
ihrer Lage halten. 

17. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprflche, dadurch gekennzeichnet daB der SpOlvor- 
gang durch eine Behandlung mit Megaschall unter- 
stOtzt wird 

18. Vorrichtung (1) zur Durchfuhrung des Verfah- 
rens nach einem der vorhergehenden Ansprflche, 
gekennzeichnet durch: 

— eine Einleitvorrichtung (25, 30, 31, 35, 36, 37, 
38,49, 40) fOr ein Fluid in das Becken (10); 

— eine Ableitvorrichtung (7, 23) fQr ein Fluid 
aus dem Becken (10); und 
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— cine Aumahmevonrichtung (42, 43, 44) fOr 

das Substrat (2). 
19. Vorrichtung (1) nach Anspruch 17, dadurch ge- 
k nnzeichnet daB die Ableitvorrichtxing (7,23) eine 
Oberlaufvorrichtung (23) aufweist 5 
2a Vorrichtung (1) nach einem der vorherg h nden 
Anspruche, dadurch gekennz ichnet, daB ein aufie- 
resBeckenv rgesehenist 

21. Vorrichtung (t) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Vor- jo 
richtung Nivellierungsschrauben aufweist, urn das 
Becken auszurichten. 

22. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet daB die Ein- 
leitvorrichtung (25, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 49, 40) einen 15 
Diffusor (25) aufweist 

23. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Ein- 
leitvorrichtung (25, 30, 31, 35, 36, 37,38,49,40)61116 
Pumpe (36) mit einem Einleitmechanismus (26) auf- 20 
weist 

24. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB oberhalb 
des Beckens (10) eine Bedampfungsanlage vorgese- 
hen ist 25 

25. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB eine Hau- 
be (12) fiber dem Becken (10) und der Bedamp- 
fungsanlage vorgesehen ist 

26. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden 30 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Auf- 
nahmevorrichtung (42, 43, 44) fur das Substrat (2) 
ein Messer (42) und Auflagevorrichtungen (43, 44) 
aufweist 

27. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden 35 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Hau- 
be (12) eine Fanning (51) fOr das Substrat (2) auf- 
weist 

28. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafi die F0h- 40 
rung (51) zweiteilig ist und die Substrate (2) an den 
Seiten in ihrer Lage halt 

29. Vorrichtung ( 1) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB minde- 
stens ein Teil der FQhrung (51) eine abgeschragte 45 
Kante(52)besitzt 

30. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB oberhalb 
des Beckens (10) bewegliche Halterungen (70, 71) 
fur das Substrat (2) vorgesehen sind, die nach dem 50 
Heranfahren der Substrate (2) unter diese beweg- 
bar sind. 

31. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB Mittel 
zur Behandlung mit Megaschall vorgesehen sind. 55 
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